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PATENTE DE INVENCION
por 20 afios
por "UNOS PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION DE PLANCHAS
LITOGRAFICAS", a favor de HOWSON-ALGRAPHY LIMITED, de na-
cionalidad britdnica, domiciliada en LONDON S.W. 1 (Ingla

terra), Vickers House, Millbank Tower, Millbank.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Se conocen en el mercado las planchas litogrd-
ficas formadas por una placa de base de aluminio o de
aleacidén de aluminio, dotadas de una superficie que posee
una capa de 6xido anédico. Para que sea apropiado, el alu
minio se debe limpiar para quitar cualgquier resto de gra-
sa o de otros contaminantes y de forma opcional se debe
hacer rugoso por medios mecdnicos, electroguimicos o qui-
micos, antes del anodizado. Tales placas de base se han
utilizado juntamente con capas de comportamiento negativo
y positivo a la luz, de diferentes tipos ya bien en forma
de capas realizadas en la fdbrica (presensibilizadas) o
mediante revestimientos de forma requerida por el fabri-
cante de las planchas litograficas.

La capa anédica se puede utilizar para propor-
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cionar una o varias de las siguientes propiedades: dure-
za, resistencia a la abrasién, buena adherencia de la ca
pa de laca y cardcter inerte a la oxidacién, corrosién e
interaccidn con la capa sensible a la luz, asi como por
sus propledades hidrofilicas durante la impresién. La
utilizacidén de capas de 6xido anddico para diferentes fi
nalidades es asimismo bien conocida en dmbitos distintos
al de la industrial editorial.

El método de anodizado del aluminio puede afec
tar las propiedades de la capa de 6xido anddico y para
las planchas de impresidn es usual la utilizacidn de los
procesos conocidos, a base de dcido sulfirico o de dcido
fosfdrico.

Las capas de 6xido anddico producidas utilizan
do electrolitos que comprenden dcido sulfdirico son duras
¥ porosas y el grosor de dichas capas se puede regular
dentro de limites estrechos y en una gama considerable.
La porosidad o cardcter absorbente de esas capas se pue-
de reducir o eliminar por diferentes métodos de blogueo
o "sellado". Por "sellado" se comprende generalmente el
tratamiento subsiguiente de una capa anddica para redu-
cir la capacidad de la misma en absorber materiales espe
cificos. Por ejemplo, el sellado del modo comprendido en
la Patente inglesa n? 781.814 de la propia solicitante
actual, hace dichas capas mds apropiadas para utilizacidn
litogrdfica y las capas anddicas, selladas o no, son mu-
cho mds duras y resistentes a la abrasidén que la misma
superficie de aluminio. Las capas de 6xido anddico produ

cidas por utilizacidén de un electrolito que comprende dci

do fosférico de acuerdo con la Patente inglesa n2 1.244.723,
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de la misma solicitante que la actual, permiten conseguir
asimismo superficies apropiadas para la impresién litogrd
fica.

Es sabido que la adherencia entre una capa de
laca receptora de tinta resinosa y una capa de éxido and-
dico es normalmente muy buena cuando la capa de 6xido and
dico se encuentra en condiciones de falta de sellado o
bloqueo. El sellado puede afectar a esta adherencia; por
ejemplo, cuando se produce una capa de 6xido anodico poro
sa producida utilizando un electrolito a base de 4cido
sulfirico, efectudndose el sellado impregnando la misma
con un coloide, por ejemplo de la manera dada a conocer
en la Patente inglesa n? 781.814 o en la solicitud espa-
flola n? 399.978, de la misma solicitante, la adherencia
de una laca receptora de tinta resinosa orgdnica tal como
una laca de "ataque profundo" (que puede comprender una
solucidén de copolimero de cloruro de vinilo, acetato de
vinilo en diisobutilcetona) se reduce fuertemente, mien-
tras que la adherencia de una solucidn acuosa de un coloide
hidrofilico no queda afectada de modo sensible. Algunos
revestimientos sensibles a la luz, particularmente los
similares al Kodak Photo Resist (Marca registrada) por
comprender una solucién en un disolvente orgdnido de una
sustancia resinosa de alto peso molecular, tal como el
cianamato de polivinilo, se pueden considerar como lacas
tipicas sensibles a la luz y que dan mejores resultados
en cuanto a revestimiento sobre capas de 6xido anddico
no selladas. Cuando se hace de esta manera, la plancha
impresora resultante, después de su tratamiento del modo

usual, proporciona una superficie impresora que tiene
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dreas de imagen de mejores caracteristicas; sin embargo,
tal como se explica en la Patente inglesa n? 781.814, el
fondo o zonas no impresoras de la plancha tienden a ser
receptoras de tinta y por lo tanto tienden a crear pro-
blemas durante la impresidn.

La experiencia ha mostrado que en el caso de
capas anddicas utilizando electrolitos a base de dcido
sulfurico, esta dificultad con las zonas no impresoras
se puede reducir en ausencia de sellado utilizando capas
anédicas extraordinariamente delgadas. Ello es posible
debido a la dureza inherente a las capas anddicas produ
cidas por la utilizacidn de electrolitos a base de dci-
do sulfirico.

Las planchas litogrdficas que se han fabricado
a partir de placas que comprenden ldminas de aluminio
anodizadas en electrolitos a base de 4cido fosfdrico,
poseen excelentes dreas no impresoras, sin embargo,
puesto que la capa de 6xido anddico es necesariamente
muy delgada, puesto que se alcanza muy rdpidamente una
fase en la que la capa anddica se disuelve tan rdpida-
mente como se forma, dichas dreas no tienen siempre una
resistencia tan alta a la abrasidn como seria de desear.

Es una finalidad de la presente Patente de in-
vencidn el proporcionar una ldmina anodizada, sin sella
do, de aluminio o de aleacién de aluminio, apropiada pa
ra su utilizacidén como placa de base en la fabricacidén
de planchas para la impresidn litogrédfica, que tienen
dreas no impresoras con una resistencia a la abrasidn
mejorada y con una tendencia reducida a aceptar tinta.

De acuerdo con la presente Patente de Invencidn,
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se proporciona una placa de base apropiada para la fabri
cacién de planchas litogrdficas de impresidén, cuya placa
de base estd constituida por una lédmina de aluminio o de
aleacidén de aluminio anodizada y sin sellado, realizada
limpiando y opcionalmente transformando en rugosa una
placa de aluminio o de aleacidén de aluminio, lavando la
zona limpiada y eventualmente rugosa, procediendo al ano
dizado de la ldmina lavada por utilizacidén de un electro
lito gque comprende dcido sulfirico; para formar una capa
de 6xido anddico porosa que tiene, por ejemplo, un peso
de 1 2 6 (o incluso mds) gramos por metro cuadrado y tra
tando la capa de dxido anddico con una solucidn de dcido
fosfdrico.

Si la ldmina de base se transforma en rugosa
antes del anodizado, ello se puede realizar de modo con-
vencional por técnica quimica, por téenica mecdnica, es
decir utilizando bolas y un abrasivo y por técnica elec-
trogquimica, por ejemplo, utilizando una corriente alter-
na y un electrolito a base de dcido clorhidrico.

Al preparar las placas de base segin la presen
te invencidn, es necesario que no se lleve a cabo ningin
otro tratamiento aparte del lavado con agua limpia o con
una solucidén muy ligeramente alcalina entre el lavado y
el tratamiento opcional de rugosidad por una parte y el
tratamiento de anodizado por la otra.

Durante el tratamiento con dcido fosférico, la
capa grisdcea de 6xido anddico se vuelve blanquecina. Ia
concentracidén del &cido fosfdérico, juntamente con la tem
peratura del bafio de tratamiento a base de 4dcido fosfd-

rico y la duracidén del tratamiento, juegan un papel im-
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portante en la obtencidén de resultados Sptimos. General
mente se ha observado como ventajoso el utilizar de 5

a 50% en volumen de solucidén acuosa de 4cido fosférico,
de peso especifico 1'75, a una temperatura aproximadamen
te de 209 C, desde un tiempo de 1 hasta 3 minutos, aunque
se pueden utilizar temperaturas mds elevadas y tiempos
mis largos. Se obtiene un fuerte grado de blanqueamiento
de la capa andédica de éxido cuando se utiliza una alta
concentracidén de dcido fosfdérico y en la préactica, se
consiguen los mejores resultados con una solucidon de 30%
en volumen de solucion acuosa de dcido fosférico (peso
especifico 1'75). El tratamiento mediante dcido fosféri
co es acompafiado de una eliminacidén progresiva de la ca
pa de éxido anddico tal como se muestra en el dibujo
adjunto, que representa un grifico con ordenadas de peso
final (en gramos/metro cuadrado) de la capa de déxido and
dico (producida con un electrolito de dcido sulfurico)
en comparacidn con la duracidén (en minutos) del trata-
miento con 30% en volumen de solucidén de dcido fosféri
co en agua a 199 C (abcisas). Se presenta una situacidn
similar cuando se conecta corriente continua al acido
fosférico y a la placa anodizada para formar un sistema
"anodizante".

Se pueden adoptar una serie de variaciones en
la fabricacidén de las placas de base segin la presente
Patente de Invencién. Por ejemplo, el electrolito utili
zado en la fase de anodizado puede ineluir, ademds de
dcido sulfirico, otros materiales tales como Acido fos-
férico. De forma similar, el tratamiento subsiguiente

con dcido fosférico se puede llevar a cabo utilizando
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un bafio que contiene, ademds de dcido fosférico, unc o
varios de otros materiales tales como agentes tensoacti
vos.

Ias placas de base segin la presente Patente de
Invencidén tienen una amplia gama de utilizaciones en la
fabricacién de planchas para la impresién litografica.

En un método de utilizacidén, la ldmina no sella
da (con superficie rugosa o no) se lava y seca después
del tratamiento a base de dcido fosfdérico y a continua-
cién se reviste directamente con un material sensible a
la luz, para producir una placa sensible destinada a la
fabricacién de planchas litograficas. El material sensi
ble a la luz puede ser, por ejemplo, un material a base
de diazuro de quinona de comportamiento positivo, tal
como se describe en la Patente inglesa n? 1.243.963, de
la propia solicitante de la Patente actual. Un material
sensible a la luz, alternativo, es un material de com-
portamiento negativo que comprende un material resinoso
fotopolimerigzable, insoluble en agua y soluble en un
disolvente orgénico, gue contiene una serie de enlaces
no saturados. Por ejemplo, se ha descubierto que se pue-
de obtener una plancha de aluminio para la impresidn 1i
togrdfica satisfactoria, a partir de una placa sensible
a la luz que comprende un revestimiento a base de poli-
vinil cianamato sobre una ldmina segun la presente Paten
te de Invencidn, fabricada limpiando y transformando en
rugosa por medios electroquimicos una ldmina de aluminio
o de aleacién de aluminio, lavando dicha 14mina, anodi-
zando la misma utilizando el proceso de anodizacidén me-

diante dcido sulfdirico para conseguir una capa de éxido
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anddico porosa no sellada, con un peso de capa aproxima
damente de 6 gramos por metro cuadrado, efectuando el
tratamiento de la capa de éxido anddico con una solucidn
acuosa fuerte de dcido fosfdérico, lavando y secando la
ldmina tratada.

De acuerdo con este método de utiligacidn, la
plancha sensible a la luz preparada a partir de la placa
de base, se somete a exposicién de imagen de forma cong
cida y después se revela utilizando un revelador apro-
plado al material sensible a la luz de la plancha, para
eliminar selectivamente las dreas del material que se
ha expuesto a imagen, las cuales son las mds solubles
al revelador. Estas zonas mds solubles pueden ser las
zonas que han recibido luz o las zonas que no la han re
cibido, dependiendo de la naturaleza del material sensi
ble a 1la luz y del revelador utilizados. La plancha im-
presora resultante comprende dreas de impresién consti-
tuidas por las zonas menos solubles del material someti
do a exposicidén de imagen, las cuales permanecen en la
placa de base después del revelado y 4reas no impresoras
constituidas por las zonas inferiores de la ldmina de
base, las cuales se revelan cuando las zonas mds solubles
del material sometido a exposicidén de imagen se eliminan
durante el revelado.

En un segundo método de utilizacidén, la ldmina
no sellada (rugosa o no) es lavada y secada después del
tratamiento a base de dcido fosfdérico y se utiliza como
plancha de impresidn litografica virgen, la cual no nece
sita sellado antes de encontrarse en condiciones de uso

en ciertos métodos de inversidén, para la formacidn de
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imdgenes de impresidén. Cuando se deseen utilizar tales
planchas virgenes o en blanco en la fabricacidén de plan
chas para la impresidén litogrdfica, se revisten de un
material sensible a la luz apropiado para el procedi=-
miento de fabricacidén de las planchas que se debe utili
zar, para constituir una plancha sensible a la luz. Por
ejemplo, se pueden revestir con un polivinil alcohol
bicromatado, puesto que son especialmente utiles para

el bien conocido método de fabricacién de planchas me-
diante polivinil alcohol. Este método comporta esencial
mente la exposicidn a la imagen de la capa de polivinil
alcohol bicromatado de la plancha sensible a la luz, re
velando la capa sometida a imagen selectivamente, para
eliminar las zonas que no han recibido la luz de dicha
capa y revelando las dreas de la ldmina de base situadas
debajo de aquéllas, atacando opcionalmente las zonas
reveladas, aplicando un material receptor de tinta tal
como una laca a la plancha revelada y eliminando las
zonas que han recibido luz de la capa y el material re
ceptor de tinta superpuesto a las zonas que han recibi
do luz de dicha capa. La plancha impresora resultante
comprende zonas impresoras constituidas por el material
receptor de tinta sobre dreas de la placa base que se
encontraban debajo de las zonas que no habfan recibido
la Juz de la capa de revestimiento y zonas no impresoras
constituidas por las dreas o zonas de la placas base que
se revelaron durante la eliminacidén de las zonas que
habfan recibido luz de la capa de revestimiento. De es
ta manera es posible fabricar una plancha de impresidn

gue posee una adecuada vida de impresidn, conservando
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las operaciones de fabricacidn de la plancha de caracte-
risticas fotomecdnicas muy simples.

Fn un tercer método de utilizacidn, la ldmina
no sellada se lava después del tratamiento mediante 4ci-
do fosfdérico, del modo mds apropiado y a continuacidn es
gellada, por ejemplo del modo dado a conocer en la soli-
citud de Patente espafiola n? 399.928 o en la Patente in=-
glesa n? 781.814, de la misma solicitante, para producir
una placa de base de utilizacidén general litogréfica, des
tinada a utilizarse en diversos procedimientos de fabri-
cacién de planchas por inversidn, los cuales utilizan
usualmente positivos como puntos de partida. La lémina
debidamente sellada se puede revestir a continuacidn, por
ejemplo, con un material sensible a la luz tal como un
coloide sensible a la luz, por ejemplo, goma ardbiga pa-

ra formar una plancha sensible a la luz que a continua-

‘¢idén puede ser sometida a exposicidén y a proceso de forma

convencional para conseguir una plancha de impresién. Por
ejemplo, la plancha sensible a la luz puede ser transfor-
mada en una plancha de impresidn para el proceso de ata-
que profundo, que esencialmente comporta la exposicidn a
imagen de la capa de revestimiento, el revelado de la ca
pa expuesta a imagen de forma selectiva para eliminar las
zonas que no han recibido luz de dicha capa y revelar las
zonas de la base situadas por debajo de dichas dreas, so=-
metiendo a las mencionadas dreas de la placa de base a
ataque, aplicando el material receptor de tinta tal como
una laca a la plancha sometida a ataque quimico y elimi-
nando las zonas que han recibido luz de la capa de reves

timiento y el material receptor detinta sobrepuesto a las
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zonas que han recibido luz de la capa de revestimiento.
La plancha impresora resultante comprende zonas impreso-
ras constituidas por el material receptor de tinta en las
zonas sometidas a ataque de la ldmina de base y zonas no
impresoras constitufdas por las dreas de la ldmina de ba
se gque se revelaron cuando las dreas gue han recibido luz
de la lédmina fueron eliminadas.

Se debe observar que no se hard tratamiento pre
vio algunoc a las ldminas después del tratamiento a base
de dcido fosfdrico y antes del revestimiento con un mate
rial sensible a la luz, aparte de los tratamientos de la
vado y secado sl ello se desea como posible tratamiento
de sellado. El hecho de que se de o no un tratamiento de
sellado depende de la naturalegza del material sensible a
la luz que se debe aplicar y de la naturaleza del proceso
de fabricacidn de planchas que se utilizan.

Los siguientes ejemplos ilustran la presente Pa
tente de Invencidn, sirviendo los ejemplos 1, 2, 5 y 6,
como comparacidn.

EJEMPLO 1

Una ldmina de aluminio comercialmente puro se
desengrasé y se transformé en rugosa por medios electroli
ticos, de modo conocido, utilizando un electrolito a base
de dcido clorhidrico diluido para hacer que la ldmina tu-
viera una superficie rugosa dotada de una capa muy delgada
de 6xido resistente a la corrosién. Esta ldmina rugosa te
nia una capa de 6xido con un peso de 0'75 gramos por metro
cuadrado. La 1dmina se lavd con agua del grifo y luego se
revistid con un material sensible a la luz a base de ciana

mato de polivinilo, conocido como Kodak Photo Resist (Mar
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ca registrada), para proporcionar un peso en seco de la
capa de 0'50 gramos por metro cuadrado. La plancha sensji
ble a la luz resultante se sometid a exposicién mediante
un negativo y se sometid a proceso del modo habitual, pa
ra obtener una plancha de impresidén que se montd en una

mdquina de impresidn litogréfica.

la plancha de impresién se comportd satisfacto
riamente y permitid conseguir 50.000 copias correctas,
pero bajo las condiciones del experimento, la plancha
mostrd ya en aquél momento ligeros sintomas de deterioro
en las dreas de impresidn y no impresidn, debido a la
abrasién y formacidén de "aguas" en la plancha.

EJEMPLO 2

Una ldmina de aluminio comercialmente puro se
desengrasd y se sometid a tratamiento de rugosidad por
via electrolitica, de la misma manera que en el ejemplo
1. Ia ldmina se situd en un bafio de dcido sulfdrico (peso
especifico 1'25) inmediatamente después del tratamiento
de rugosidad y de lavado se anodizd para proporcionar una
capa de 6xido anddico con un peso de 2 gramos por metro
cuadrado. La ldmina anodizada se lavd y secd. La capa de
6xido anddico tenia un color grisiceo y despies de some~
tida a revestimiento y al debido proceso, se presentaban
dificultades durante la impresidn debido a la formacién
de "aguas" en las zonas no impresoras.

EJEMPLO 3

Una ldmina de aluminio comercialmente puro se
desengrasd, se sometidé a tratamiento de rugosidad electro
litico y después se anodizd al igual que el ejemplo 2,

pero con una capa anddica mds gruesa para compensar pérdi
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das en la immersidén en el fosférico. Después del anodi-
zado la placa se lavé con agua del grifo y despiles se
sumergié en una solucidén al 30% en volumen de dcido orto
fosférico (peso especifico 1'750) durante dos minutos,

a temperatura ambiente, antes de su lavado completo en
agua del grifo y secado. La capa de 6xido anddico tenia
un color blanco. La placa se revistid entonces con Kodak
Photo Resist (Marca registrada), exactamente igual que

en el ejemplo 1 y a continuacidn se sometid a exposicidnm,
se traté debidamente y se utilizé para la impresidn al
igual exactamente como en el ejemplo 1. En este caso, la
plancha de impresidén suministrd 50.000 copias correctas
utilizando la misma mdquina de impresidén y el mismo pa-
pel que en el ejemplo 1 y mostréd sensiblemente menos de-
terioro en las zonas impresoras y no impresoras por abra-
gidén. Al contrario que en el caso del ejemplo 1, no se
presenté dificultad alguna por la receptividad a la tin
ta de las zonas no impresoras.

La plancha era evidentemente superior a la del
ejemplo 1 y suministré un total de 70.000 copias correc-
tas antes de que se apreciaran efectos de abrasidn.

EJEMPLO 4

El ejemplo 3 se repitidé de forma exacta excepto
en que la rugosidad y las condiciones de anodizado se
ajustaron de forma que el peso de la capa final de oxido
aumentara hasta 4'5 gramos por metro cuadrado. En este
caso la plancha permitié una impresidén muy buena, con
signos despreciables de abrasidén al final de 100.000 co-
pias, en las mismas condiciones que en el ejemplo 3. A

lo largo de esta edicidén no se presentd ningun efecto de
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"aguas" en las zonas no impresoras de la plancha.

EJEMPLO 5

El ejemplo 3 se repite exactamente excepto en
que la ldmina rugosa se blanqued por immersién durante
dos minutos en una solucidn convencional limpiadora que
contenia 5% en el volumen de dcido nitrico y 5% en el
volumen de dcido fluorhidrico (en vez de dcido fosféri-
co) después de la fase de anodizado. Quedd evidente en
el revelado que la imagen tenia poca adherencia a la
placa.

BEJEMPLO 6

El ejemplo 3 se repitié exactamente, excepto en
que después del anodizado y lavado la ldmina se selléd
con una solucidn caliente y diluida de goma ardbiga del
modo descrito en la Patente inglesa n? 781.814, en vesz
de proceder a su tratamiento con la solucién de dcido
fosférico. Se aprecid en el revelado que la imagen tenia
poca adherencia a la ldmina.

EJEMPLO 7

Se repitié el ejemplo 3 exactamente, excepto en
el hecho de que la 1ldmina se revistid con una capa de
comportamiento positivo a base de una solucién de 10 gra-
mos de 2'4-dihidroxi-benzofenonabis (naftoquinona-( 1'2)
-diazida-(2)-5-sulfonato) en 100 mililitros de 2-etoxi
etanol, 200 mililitros de wna solucidén al 10% de una re
sina cresol novolak ( alnovol 429 K) en 2-etoxi-etanol
y 0'35 gramos de poli (vinil hidroftalato) en vez delKo-
dak Photo Resist. La plancha sensible a la luz resultante
se sometié a un positivo de pantalla fina y tonalidad me

dia. Después de su revelado con una solueidn alcalina
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diluida y desensibilizacién final de las zonas no impre
soras, la plancha impresora resultante suministrd 90.000
copias limpias en una mdquina offset pequefia.

EJEMPLO 8

Se repitié el ejemplo 7 excepto en que el aluw
minio solamente se desengrasd antes de anodizar en vez
de desengrasar y granular. lLa plancha resultante sensi
ble a la luz, de comportamiento positivo, se sometid a
exposicién en contacto con un positivo de linea y se so
metié a proceso con un "revelador positivo de planchas"
del tipo suministrado por Howson-Algraphy Limited. TLa
plancha revelada se desensibilizd, se engomd y secd.

Una vez fijada al cilindro de una pequefia md-
quina de impresidn offset, no se experimentdé dificultad
alguna en conseguir copias muy limpias y bien definidas.

EJEMPILO 9

Una ldmina de aluminio comercial se desengrasé,
se electrogranuld y se anodizd como en el ejemplo 3.

La 1l4mina anodizada se lavd en agua del grifo y
a continuacidn se tratd con solucidén al 20% en volumen
acuosa de 4cido fosfdérico (peso especifico 1'75) durante
2 minutos a temperatura ambiente, para blanquear la su-
perficie anodizada y conseguir las caracteristicas de
impresidn deseadas en la realizacién de la plancha. La
plancha tratada se lavé completamente, se secd y se al
macend en atmésfera seca entre ldminas limpias de papel.

A continuacién la lé4mina se quité del almace-
namiento, se humedecid con agua y se revistid con una
delgada capa de una solucidén bicromatada de polivinilo

alcohol conocida como Poroplast (Howson-Algraphy, N.V.,
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Holanda). Una vez seca, la plancha sensible a la luz re-
sultante se sometidé a exposicidén en contacto con un posi
tivo de lfineas, a la luz de un arco de carbono descubier
%o, durante 2 minutos. A continuacién se quitdé y se reve
16 en agua limpia corriente con ayuda de algoddén en rama.
Después del revelado completo y lavado, la plancha se la
vé con agua desmineralizada y se secdé. Se aplicé una del
gada capa de laca vinflica formadora de imagen y se se-
c6, siguiendo a continuacidén una ldmina delgada de una
tinta grasa.

Después de humedecer brevemente en agua, el es
tarcido de polivinil alcohol se quité y la placa se
desensibilizé con goma ardbiga para producir una plancha
de impresién util.

Después de las pruebas se observS que la impre
sién era limpia y que si se procedia cuidadosamente se
podian conseguir un gran nimero de copias.

EJEMPLO 10

Una ldmina de aluminio de pureza comercial se
desengrasg, se granuld y anodizd tal como en el ejemplo
4. La ldmina anodizada se lavd y después se tratdé con
una solucidén de dcido fosfdrico ligera (5% en volumen y
peso especifico 1!'75), durante 3 minutos a temperatura
ambiente. Después de lavar la ldmina tratada, se selld y
desensibilizé aplicando una solucidén acuosa de goma ard-
biga y polivinil alcohol, tal como se describe en la so
licitud de Patente espafiola n? 399.978, de la misma soli
citante gque la Patente actual. En la utilizacidén de la
ldmina sellada en la fabricacion de planchas de impresién,

se procedid al lavado con agua y al revestimiento con una
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capa de solucién de goma ardbiga bicromatada de ataque
profundo, en un agitador, del modo habitual. Practicando
el método de atague profundo Howter (Howson-Algraphy Li=-
mited) de acuerdo con las instrucciones publicadas, se
consiguié una plancha litogrdfica satisfactoria, capaz
de seguir funcionando después de haber suministrado
210.000 copias correctas. Como comparacidén, una plancha
similar realizada con omisidn del tratamiento de dcido
fosférico no tuvo aceptacién por los clientes, los cuales
asociaron el fondo de tonalidad oscura con una tendencia
a formar "aguas".

EJEMPLO 11

Se sometié a granulacién una ldmina desengrasa
da de aluminio, se lavd y luego se anodizdé en un bafio de
solucidén de dcido sulfurico al 15% en volumen, durante
15 minutos, a una temperatura de 22°2 C y con una densidad
de corriente de 1 amperio por decimetro cuadrado. Después
de extraida del bafio de tratamiento y lavada, la ldmina
de aluminio se traté en un bafio que contenia un 3%0% de
solucidén acuosa en volumen de dcido fosfdrico durante 3
minutos y a 229 C. Se hizo pasar una corriente continua
de 1 amperio por decimetro cuadrado a través del bafio y
de la ldmina durante este tratamiento. La ldmina se lavd
bien en agua del grifo y se secé.

Se aplicé una capa del material sensible a la
luz de comportamiento positivo utilizado en el ejemplo 7,
para conseguir una plancha sensible a la luz partiendo
de la ldmina mencionada. A continuacién la plancha se so
metié a exposicidon debajo de un positivo de tonalidad me

dia y se sometié a proceso del modo de la figura 7. La
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plancha revelada se desensibilizé. La plancha de impre-
sién resultante fué satisfactoria y se comportd de modo
similar al del ejemplo 7.

EJEMPIO 12

Se desengrasé una lédmina delgada de aluminio,
se granulé y lavd. Entonces se anodizdé en un electrolito
comprendiendo una mezcla de 15% de dcido sulfirico en vo
lumen y 5% de dcido fosférico, en volumen. E1l tiempo de
anodizado fué de 8 minutos, la temperatura del bafio fué
de 202 C y se empled una densidad de corriente de 2'5 am
perios por decimetro cuadrado.

Después de este anodizado complejo, la ldmina
se lavé y se sumergidé en un bafio de 4cido fosfdrico al
22%, durante 2% minutos a temperatura ambiente. La ldmina
se lavdé y desensibilizé por tratamiento con una solucidn
de goma ardbiga caliente. Como consecuencia de ello se
creé una imagen de impresidén en la ldmina sellada utili-
zando el proceso de goma ardbiga bicromatada, de ataque
profundo tal como en el ejemplo 10. Esta plancha de im-
presién suministrdé 200.000 copias correctas libres de
efecto de "aguas".

EJEMPLO 13

Se desengrasaron ldminas de aluminio, se granu
laron, lavaron y anodizaron del modo mencionado en la fi
gura 4. A continuaeidn las ldminas anodizadas se lavaron
¥ se blanguearon en una solucidn de dcido fosférico al
20% en volumen, durante 2 minutos, a temperatura ambiente.
Las ldminas tratadas de esta manera se lavaron a continua
cién y secaron para conseguir unas planchas litograficas

en blanco o virgen para la impresidén. En total se produje
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ron 100 l4minas virgen de medidas 1143 x 723 mm, (45" por
28'5"). Todas estas planchas "virgen" no selladas, se uti
lizaron en un taller de impresidén comercial, para formar
unas planchas litogrdficas empleando el método fotomecdni
co de polivinil alcohol bicromatado descrito en el ejemplo
9 y cada una de ellas se utilizé a continuacidén segin los
deseos del impresor, para producir mds de 100.000 copias
limpias sin dificultad.

EJEMPLO 14

Una ldmina plana de aluminio aproximadamente de
0,66 mm, (0'026") de espesor, se lavé y se granulé mecdni
camente del modo bien conocido para ello, utilizando bolas
esféricas humedecidas con una pasta abrasiva acuosa en una
mdquina granuladora de cubeta basculante. Las bolas se for
maron a base de esteatita, que es una forma de silicato
hidratado de magnesio y elabrasivo de la pasta utilizada
era un material que contenia alumina, conocido como Aloxi
te. La superficie finamente granulada se lavé para quitar
los sobrantes y residuos y la ldmina se anodizé en un bafio
que contenia 50% de 4cido sulfirico (peso especifico 1'25)
y aproximadamente 20 gramos por litro de sulfato de alumi-
nio. La densidad de corriente utilizada fué de 4 amperios
por decimetro cuadrado y el tiempo de anodizado fué de 6
minutos. Después de retirar la lédmina anodizada del bafio,
se lavdé y se tratd posteriormente con 28% en volumen de
dcido fosférico diluido en agua, durante 3 minutos y a
temperatura ambiente. La ldmina sometida a tratamiento se
lavd a continuacidn y se selld utilizando una solueidn
de goma ardbiga caliente.

Ia ldmina sellada se utilizd a continuacdén del
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modo explicado en el ejemplo 10, para producir resultados
igualmente satisfactorios.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifi-
que la esencia de los perfeccionamientos descritos, serd
variable a los efectos de la actual Patente.

NOTA.

Se reivindica como objeto de esta Patente de In
vencidn:

l.- Unos perfeccionamientos en la fabricacidn de
planchas litogrédficas, para la fabricacidén de una placa de
base no sellada, apropiada para la fabricacidén de planchas
litogrdficas de impresidn, caracterizados porque la lédmina
de aluminio o aleacién de aluminio se somete a una opera-
cidn de limpieza y a continuacidn a un anodizado utilizan-
do un electrolito que comprende dcido sulfirico, para for
mar una capa de éxido anddico poroso y tratando la capa de
éxido anddico con dcido fosférico en solucidn acuosa.

2.~ Unos perfeccionamientos en la fabricacién de
planchas litogrdficas, segun la reivindicacién 1, caracte-
rizados porque la solucidn acuosa de dcido fosfdérico tiene
de 5 a 50% en volumen de solucidén acuosa de Acido fosféri-
co de peso especifico 1'75.

3.— Unos perfeccionamientos en la fabricacién de
planchas litogrdficas, segun las reivindicaciones 1 § 2,
caracterizados porque la ldmina de aluminio o aleacidn de
aluminio es sometida a granulacidn superficial antes del
lavado y anodizado.

4.- Unos perfeccionamientos en la fabricacién de
planchas litogrédficas, segin la reivindicacidn 3, caracte-

rizados porque la fase de granulacién superficial se lleva

AN



a cabo por medios electroquimicos.

5.~ Unos perfeccionamientos en la fabricaeidn
de planchas litogréficas, de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones anteriores, caracterizados porque

5. 1la fase de anodizado se lleva a cabo de forma que la ca-

pa de 6xido anddico tenga un peso de pelicula de 1 a 6
gramos por metro cuadrado.

6.- Unos perfeccionamientos en la fabricacidn
de planchas litograficas, segin cualquiera de las reivin

10. dicaciones 1 a 5, caracterizados porque la lamina es la-
vada y secada después del tratamiento con solucién acuo-
sa de dcido fosfdérico.

7.~ Unos perfeccionamientos en la fabricacidn
de planchas litogrdficas , de acuerdo con cualquiera de

15. 1las reivindicaciones 1 a 5, caracterizados porque la ca
pa de 6xido anddico es sellada después del tratamiento
con solucién de 4dcido fosférico.

8.- Unos perfeccionamientos en la fabricacidn
de planchas litogréaficas, de acuerdo con cualquiera de

20. 1las reivindicaciones 1 a 5, caracterizados porque la 1a
mina es lavada después del tratamiento con solucidén acup
sa de 4cido fosfdrico y la capa de dxido anddico tratada
es dotada de un revestimiento de un material sensible a
la lug, para producir una plancha sensible a la luz.

25. 9.~ Unos perfeccionamientos en la fabricaciédn
de planchas litogrdficas, segin la reivindicacién 8, ca-
racterizados porque el material sensible a la luz compren
de un diaguro de quinona.

10.- Unos perfeccionamientos en la fabricacién

30. de planchas litogrdficas, segun la reivindiecacién 8, ca-
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racterizados porque el material sensible a la luz compren
de una resina fotopolimerizable insoluble en agua y solu-
ble en un disolvente orgdnico, la cual contiene una serie
de enlaces no saturados.

5. 11.- Unos perfeccionamientos en la fabricaciodn
de planchas litogrédficas, segin la reivindicacién 10, ca-
racterizados porque la resina es un cianamato de polivini-
lo.

12.- Unos perfeccionamientos en la fabricacion
10. de planchas litogridficas, segin las reivindicaciones ante
riores, caracterizados porque la capa de 4xido anddico de
la ldmina de base realizada segin la reivindicacién 6, que
da dotada de un revestimiento de un material polivinil-al
cohol bicromatado, sensible a la luz, sometiéndose el re
15. vestimiento a exposicidén de imagen y reveldndose el reves
timiento posteriormente de modo selectivo para eliminar
las zonas de revestimiento que no han recibido luz y reve
lar las zonas de la ldmina de base situadas debajo de
aquéllas, aplicdndose un material receptor de tinta a di
20. chas zonas reveladas de la ldmina de base que opcionale
mente han sido sometidas a atague quimico y quitdndose las
zonas del revestimiento gque han recibido lusz.
13.- Unos perfeccionamientos en la fabricacidn
de planchas litogréficas, segin cualquiera de las reivin-
25. dicaciones anteriores, caracterizados porque la capa de
6xido anédico de la limina realizada segin la reivindica-
cién 7 es dotada de un revestimiento a base de un coloide
sensible a la luz, sometiendo a exposicién de imagen a
dicho revestimiento y reveldndose el revestimiento some-

30. tiendo a imagen de forma selectiva para eliminar del reves
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timiento las zonas que no han recibido luz y revelar las
zonas de la ldmina de base situadas debajo de aquéllas,
sometiéndose a ataque quimico las zonas reveladas de la
ldmina de base y aplicando un material receptor de tinta
a las gzonas sometidas a ataque quimico de la 1ldmina de
base y quitdndose finalmente las zonas de revestimiento
que han recibido luz.

14.- Unos perfeccionamientos en la fabricaéién
de planchas litogréficas, segin la reivindicacidén 13, ca
racterizados porque el coloide es goma ardbiga.

15.~ Unos perfeccionamientos en la fabricacién
de planchas litogréficas, segin las reivindicaciones 8
a 11, caracterizados porque el revestimiento de material
sensible a la luz es sometido a exposicion de imagen y
revelado selectivamente para eliminar las zonas mds solu
bles del revestimiento.

Sean cuales fueren las circunstancias que con-
curran en la esencialidad de la Patente de Invencidn, de
finida en las anteriores reivindicaciones, cuyo objeto
es:

16.- "UNOS PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION
DE PLANCHAS LITOGRAFICAS".

Consta la presente memoria de veinticuwatro ho-

Jas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y de los
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dibujos unidos a la misma.

Barcelona, ¢ 1 OCT. 1972
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